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Este trabalho mostra o estude do crescimento de diamante-CVD (Chemical Vapor.
Deposition) em Niquel. O niquel € um metal que tem interagSes muite particulares
com o carbono, ele é um elemento do grupoVll da tabela periodica, tendo sua
camada d incompleta. Como os outros elementos deste grupo, ele cataliza a
dissolugdo do carbono, tendendo a formagdo de grafite nas condigdes de crescimento
de diamante -CVD. Neste trabalho estudamos os processos de inibigéo deste efeito
catalitico. Encontramos bons resultados pela preparagio de amostras de Ni sob
descarga DC em hidrogénio. Especula-se que a partir deste processo de sub-
implantagfio exista a formagdo de hidretos de niquel na superficie, o que viria a inibir
0 processo catalitico a partir da superficie do substrato, permitindo, entdo, o
crescimento do filme de diamante. O crescimento de diamante foi realizade em reator
assistido por filamento quente e as analises das amostras foram feitas por microscopia
eletronica de varredura. Os parametros da descarga serio relacionados com a taxa de
nucleagio.
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Neste trabalho, foram estudados os fatores que influenciam na obtengfio dos filmes de
diamante-CVD. Verificou-se que o tratamento da superficie do substrato, antes da
deposigio do filme, é de grande importincia na nucleac¢iio e demais caracteristicas do
filme de diamante depositado sobre o substrato, particularmente sobre a liga Ti6AI4V.
Esta liga é largamente utilizada em diversas areas devido as suas excelentes
propriedades mecanicas, cuja aplicagdo devera se expandir bastante com a protegio
de sua superficie com diamante. A superficie do substrato deve estar isenta de
impurezas remanescentes de manuseio e/ou preparacio, antes de receber o filme de
diamante-CVD. Verificou-se que os contaminantes influenciam na taxa de nucleagio
do filme de diamante, bem como nos parimetros de estudos da aderéncia do filme de
diamante ao substrato. Desenvolveu-se quatro técnicas de prepara¢io da superficie do
substrato Ti6Al4V, utilizando métodos de polimento abrasivo e de polimento quimico
com pasta de diamante (3um e 6um) e po de alumina (2um e 5pm), nos dois
métodos. Foi verificado que o polimento quimico, utilizando acido oxalico, melhorou
consideravelmente a taxa de nucleagio do filme de diamante com relagio ao
polimento abrasivo. Em ambos os casos, foi medida a taxa de nucleagio bem como a
morfologia de cada filme produzido.
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